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摘要(译)

鞋底掩模版中的曝光区域103和光掩模区域104在纵向和横向上彼此交替
排列。使用该掩模版通过多畴曝光使基板曝光，使得掩模版的各个区域
用各自的曝光量A至B，B至C曝光。 。 。 ，N至M在为了执行各个发射
而移动的分划板的边界部分中彼此不相邻，因此缓和了各个发射之间的
照度差和发射的边界部分的完成度的差异，在显示液晶显示装置时人眼
不会感觉到。
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